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Au cows de travaux anth-ieurs nous avons Btudi6 la rt5activit6 des Iiaisons m&l- 
carbone vis i vis du soufre’ *’ et de ses oxydes’-” _ La reaction d’insertion de SO2 dans les 
liaisons Sn_C3369”*1’914 ou pb_Cs*‘s,‘6 est rCalis6e aisement 2 basse tempkature. 

Dans le cadre particulier de l’gtude des mktallocyclobutanes du Groupe IVB, nous 
avons &j% obtenu des sultines organogermaniques’ , qui constituent les seuls exemples 
d’insertion de SO2 dans la liaison Ge-C: 

3 -100 
R2Ge + so, - R2Ge 

/ \ 

“3 
0 

A notre connaissance, les rkactions suivantes constituent les premiers exemples 
d’insertion de SO* dans Ia liaison Si-C. 

Les silacyclobutanes alcoyk reagissent sur SO2 par l’interrnediaire d’une Iiaison 
Si-C cyclobutanique: 
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+ so2 - /3 
Me2Si 
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A. 
Me2SivSIM+ + Sq - 

(II) 

*h-tie IV voir r6f. 11; Communication pr~liminaire, ref. 12. 
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Ces &actions ont lieu t&s lentement vers -30°, mais sont plus rapides s0US 
pression vers 50” (3 a 9 jours). Les rendements atteignent 80 a 90%. En ce qui concerne ces 
derives alcoyles, le mode d’insertion de SO2 est le meme que celui de SOs ‘8 rl, ” _ 

Mais, contrairement B l’anhydride sulfurique loa ‘r SO2 s’insere exclusivement dans , 
une liaison Si-C cyclobutanique du l-methyl 
etant respectte: 

Me 

JSi 
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+ so, - 

Ph 

1-phCny1 silacyclobutane, la liaison Si-C aryle 

Me 
\ 
Si 7 

ph’ b-So 

cm, 70% 

du l-methyl I-mCthoxy silacyclobutane, en respectant la liaison Si-0: 

Me Me \ \ 
Si 

t-d 3 c So2 - Si 
T 

Ma’ L-so 

alI) 40% 

L’introduction dun groupement Clectronegatif sur le silicium (Ph, OMe) diminue 
la reactivite de la liaison Si-C cyclobutanique. En outre, nous n’avons pas observe de 
reaction d’insertion de SO, avec le l-methyl 1-chloro silacyclobutane, qui reagissait avec 
SOs pour donner une silasultone chloree lo911 . Enfin, alors que les produits d’jnsertion de 
SO,, et en partidier les sultones siliciCes8-‘1, sont monomkes, les sultines obtenues i 
partir de SO2 donnent des associations motCculaires comme les sulfinates detain ou de 
plomb . ‘3 6 ‘Celles-ci peuvent toutefois Ctre considerablement ralenties par la presence de 
substituants encombrants (compose V), ou meme supprimees (Ies composes trisubstitues 
III et IV sont monomeres dans le benzene apres plusieurs semaines). 

Ces premiers resultats indiquent des differences importantes quant aux reactions 
d’insertion de SO2 et de SO3 dans la liaison metal-carbone. Leur interpretation, ainsi que 
I’analyse spectrale et stereochimique des sultines organosiliciques, seront abordees dans un 
memoire ulterieur. 

Le Tableau 1 rassemble quelques constantes physiques et les resultats d’analyse 
des nouveaux composes organosiliciques prtcedemment signal&. 
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TABLEAU 1 

Composes 

I 

Ii 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

Eb. 
(OClmm Hg) 

62O/O.O 1 

60°/0.05 

95°io.1 

64OiO.05 

decomp. 

70°/Q.1 

d:’ ?r’D” 

1.1375 1.4878 

- 1.4382 

1.0853 1.4755 

1.0558 1.4789 

1.0846 1.4820 

- - 

1.2053 1.4761 

analyse trouve (talc.) 

c (%) H (%) 

36.67 7.37 
(36.55) (7.36) 
34.07 7.44 

(34.58) (7.68) 
40.40 8.05 

(40.41) (7 -9 1) 
46.65 8.83 

(46.55) (8.79) 
44.05 8.39 

(43.70) (8.38) 
53.11 6.29 

(6.23) 
6.72 

(6.70) 

S (%) 

19.47 
(19.51) 

18.09 
(17.98) 

15.58 
(15.53) 

16.67 
(16.66) 

14.28 
(14.16) 

17.86 
(17.78) 
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